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Only One & Best One



회사 연혁
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아인스 강점

1 메이저업체에서 인증받은 업계 최고 수준의 품질
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반도체, 디스플레이의 설비에 대응하는 청정기술력

진공/고온부식가스/플라즈마 환경에 대응하는 아노다이징 기술   
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아인스의 경쟁력
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핵심 공정

반도체/디스플레이 Anodizing 분야의 기술 경쟁우위 영역    

 유기오염물 제거
(가공절삭유/유지 등)

 금속 합금 성분
(Smut) 제거

 산화 피막 형성

 봉공 처리
– 내식성 강화

 표면활성화, 
산화막/표면결함 제거

Etching

Degreasing

Desmutting

Anodizing

Sealing

경쟁력

0

0



표면처리 주요 제품

디스플레이 & 반도체 장비 표면처리 전문 기업

PECVD 장비

Dry Etch 장비

Diffuser

Bottom Electrode

Susceptor

Upper 

Electrode

ㆍ 유리기판에 균일하게 
Gas를 살포하는 역할

ㆍGlass 지지와 Heating 역할
ㆍCVD Chamber의 하부
전극 역할

ㆍDry Etcher 공정에서 
플라즈마 발생을 위한 전극   
역할

ㆍGlass에 Gas를 일정하게 
분배

ㆍDry Etcher 공정에서 
Glass의 지지 역할

ㆍGlass 표면에 온도를 일정
하게 유지하는 역할
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천안 공장 시설 
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메이저 고객사 현황
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주요 고객사 주요 부품

디스플레이

4G, 5G, 6G, 7G, 8G  Dry Etcher, PE CVD 장비 주요 부품
  - Chamber, Lid,  Diffuser , Susceptor, 상부전극, 

하부전극, Frame, Wall …

PE CVD 5.5G ; Diffuser, Susceptor, Frame, Back Plate

PE CVD 2.5G ; Susceptor,  Diffuser,  Frame

반도체

Semiconductor

; 200mm, 300mm Chamber , Lid 외 Parts
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